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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【公表番号】特表2008-520758(P2008-520758A)
【公表日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2008-024
【出願番号】特願2007-540305(P2007-540305)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  73/00     (2006.01)
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   Ｃ０９Ｄ 179/00     (2006.01)
   Ｄ０６Ｍ  15/277    (2006.01)
   Ｄ２１Ｈ  21/16     (2006.01)
   Ｄ０６Ｎ   7/00     (2006.01)
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   Ｄ０６Ｍ  13/322    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ  73/00    　　　　
   Ｃ０９Ｋ   3/18    １０２　
   Ｃ０９Ｄ 157/12    　　　　
   Ｃ０９Ｄ 179/00    　　　　
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   Ｄ２１Ｈ  21/16    　　　　
   Ｄ０６Ｎ   7/00    　　　　
   Ｃ１４Ｃ   9/00    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月22日(2008.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのイソシアネート基を有すると共に、１つ以上のエチレン性不飽和モノ
マーから誘導される少なくとも２つの繰返し単位を含む少なくとも１種のオリゴマーのカ
ルボジイミド化反応から誘導される、カルボジイミド化合物またはカルボジイミド化合物
の混合物。
【請求項２】
　前記エチレン性不飽和モノマーが、一般式
Ｒh－Ｃ（Ｒ）＝ＣＲ2

（式中、ＲhはＨ、Ｃｌまたは、カテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し
得る炭化水素基を表し、ここでＲは各々同一または異なり、Ｈ、炭素原子数１～４個の低
級アルキル、ＣｌまたはＢｒを表す）
に対応する、請求項１に記載のカルボジイミド化合物または混合物。
【請求項３】
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　前記オリゴマーが、式
Ｇ1－Ｍh－Ｇ2

（式中、Ｍhは１つ以上のエチレン性不飽和モノマーから誘導される２つ以上の繰返し単
位を表し、Ｇ1およびＧ2はそれぞれ独立して末端基を表し、ここで、前記末端基の少なく
とも１つがイソシアネート基を含む）
に対応する、請求項１に記載のカルボジイミド化合物または混合物。
【請求項４】
　１つ以上のカルボジイミド化合物が式
Ｑ1－Ｘ1－ＣＯＮＨ－（Ａ1－（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）q）m－Ａ2－ＮＨＣＯＸ2－Ｑ2

（式中、Ｘ1およびＸ2は各々独立してＯ、ＳまたはＮＨを表し、Ａ1およびＡ2は各々独立
して有機ジ－またはトリイソシアネート化合物からイソシアネート基を除去することによ
り得られるそれらの残渣を表し、ｑは１または２であり、ｍは１～２０の値を有し、およ
びＱ1およびＱ2はカテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る炭化水素基
、カテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る部分または完全フッ素化炭
化水素基、および以下の式のいずれかに対応する官能基
【化１】

（式中、Ｇ3およびＧ4は各々独立して末端基を表し、Ｍhは１つ以上のエチレン性不飽和
モノマーから誘導される２つ以上の繰返し単位を表し、Ｌ2は有機二価結合基を表し、Ｑ3

はカテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る炭化水素基、またはカテナ
リまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る部分または完全フッ素化炭化水素基
を表し、Ａ3およびＡ4は各々独立して有機ジ－またはトリイソシアネート化合物からイソ
シアネート基を除去することにより得られるそれらの残渣を表し、Ｘ3およびＸ4は各々独
立してＯ、ＳまたはＮＨを表し、ｓは１～２０の値を有し、およびｔは１または２であり
、Ｌ3は有機三価結合基を表し、およびＬ4はカテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ
以上含有するかまたは含有しない炭化水素基、またはカテナリまたは非カテナリヘテロ原
子を１つ以上含有し得る部分または完全フッ素化炭化水素基を表し、ここで、Ｑ1および
Ｑ2のいずれか一方が式（Ａ）、（Ｂ）、（Ｄ）または（Ｅ）の基に対応する）
から選択される）
によって表されることができるカルボジイミド化合物または混合物。
【請求項５】
　フッ素化化合物および、請求項１に記載のカルボジイミド化合物または混合物を含む組
成物。
【請求項６】
　前記フッ素化化合物が式：
Ｒf－Ｌ5－Ｃ（Ｒ）＝ＣＲ2
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（式中、Ｒfは炭素原子数３または４個のペルフルオロ化脂肪族基、またはペルフルオロ
化ポリエーテル基を表し、Ｌ5は有機二価結合基を表し、およびＲは各々独立してＨまた
は１～３個の炭素原子を有する低級アルキル基を表す）
のフッ素化モノマーから誘導される１つ以上の繰返し単位を含む高分子化合物である、請
求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　基材を請求項５に記載の組成物に接触させる工程を含む処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
【表１】

　以下に、本願発明に関連する発明について、その実施態様を列挙する。
［実施態様１］
　少なくとも１つのイソシアネート基を有すると共に、１つ以上のエチレン性不飽和モノ
マーから誘導される少なくとも２つの繰返し単位を含む少なくとも１種のオリゴマーのカ
ルボジイミド化反応から誘導される、カルボジイミド化合物またはカルボジイミド化合物
の混合物。
［実施態様２］
　前記カルボジイミド化反応が、少なくとも１つのイソシアネート基を有する前記オリゴ
マー以外の１つ以上のイソシアネート化合物をさらに含む、実施態様１に記載のカルボジ
イミド化合物または混合物。
［実施態様３］
　前記さらに１つ以上のイソシアネート化合物が、芳香族または脂肪族ポリイソシアネー
トから選択される、実施態様２に記載のカルボジイミド化合物または混合物。
［実施態様４］
　前記エチレン性不飽和モノマーが、一般式
Ｒh－Ｃ（Ｒ）＝ＣＲ2

（式中、ＲhはＨ、Ｃｌまたは、カテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し
得る炭化水素基を表し、ここでＲは各々同一または異なり、Ｈ、炭素原子数１～４個の低
級アルキル、ＣｌまたはＢｒを表す）
に対応する、実施態様１に記載のカルボジイミド化合物または混合物。
［実施態様５］
　前記オリゴマーが、式
Ｇ1－Ｍh－Ｇ2

（式中、Ｍhは１つ以上のエチレン性不飽和モノマーから誘導される２つ以上の繰返し単
位を表し、Ｇ1およびＧ2はそれぞれ独立して末端基を表し、ここで、前記末端基の少なく
とも１つがイソシアネート基を含む）
に対応する、実施態様１に記載のカルボジイミド化合物または混合物。
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［実施態様６］
　前記末端基の１つがイソシアネート基を含まず、および他の末端基が１つまたは２つの
イソシアネート基を含む、実施態様５に記載のカルボジイミド化合物。
［実施態様７］
　前記末端基の１つがイソシアネート基を含まず、および他の末端基が、式
－Ｌ1－ＣＯ－ＮＨ－Ｚ－ＮＣＯ
（式中、Ｌ1はＯ、またはＮＨを表し、およびＺは脂肪族または芳香族基を表す）
の基を含む、実施態様５に記載のカルボジイミド化合物。
［実施態様８］
　前記オリゴマーが２～２０の繰返し単位を有する、実施態様１に記載のカルボジイミド
化合物。
［実施態様９］
　１つ以上のカルボジイミド化合物が式
Ｑ1－Ｘ1－ＣＯＮＨ－（Ａ1－（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）q）m－Ａ2－ＮＨＣＯＸ2－Ｑ2

（式中、Ｘ1およびＸ2は各々独立してＯ、ＳまたはＮＨを表し、Ａ1およびＡ2は各々独立
して有機ジ－またはトリイソシアネート化合物からイソシアネート基を除去することによ
り得られるそれらの残渣を表し、ｑは１または２であり、ｍは１～２０の値を有し、およ
びＱ1およびＱ2はカテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る炭化水素基
、カテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る部分または完全フッ素化炭
化水素基、および以下の式のいずれかに対応する官能基
【化２】

（式中、Ｇ3およびＧ4は各々独立して末端基を表し、Ｍhは１つ以上のエチレン性不飽和
モノマーから誘導される２つ以上の繰返し単位を表し、Ｌ2は有機二価結合基を表し、Ｑ3

はカテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る炭化水素基、またはカテナ
リまたは非カテナリヘテロ原子を１つ以上含有し得る部分または完全フッ素化炭化水素基
を表し、Ａ3およびＡ4は各々独立して有機ジ－またはトリイソシアネート化合物からイソ
シアネート基を除去することにより得られるそれらの残渣を表し、Ｘ3およびＸ4は各々独
立してＯ、ＳまたはＮＨを表し、ｓは１～２０の値を有し、およびｔは１または２であり
、Ｌ3は有機三価結合基を表し、およびＬ4はカテナリまたは非カテナリヘテロ原子を１つ
以上含有するかまたは含有しない炭化水素基、またはカテナリまたは非カテナリヘテロ原
子を１つ以上含有し得る部分または完全フッ素化炭化水素基を表し、ここで、Ｑ1および
Ｑ2のいずれか一方が式（Ａ）、（Ｂ）、（Ｄ）または（Ｅ）の基に対応する）
から選択される）
によって表されることができるカルボジイミド化合物または混合物。
［実施態様１０］
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　フッ素化化合物および、実施態様１に記載のカルボジイミド化合物または混合物を含む
組成物。
［実施態様１１］
　前記フッ素化化合物が式：
Ｒf－Ｌ5－Ｃ（Ｒ）＝ＣＲ2

（式中、Ｒfは炭素原子数３または４個のペルフルオロ化脂肪族基、またはペルフルオロ
化ポリエーテル基を表し、Ｌ5は有機二価結合基を表し、およびＲは各々独立してＨまた
は１～３個の炭素原子を有する低級アルキル基を表す）
のフッ素化モノマーから誘導される１つ以上の繰返し単位を含む高分子化合物である、実
施態様１０に記載の組成物。
［実施態様１２］
　基材を実施態様１０に記載の組成物に接触させる工程を含む処理方法。
［実施態様１３］
　前記基材が、生地、皮革、カーペット、紙および不織布からなる群から選択される処理
方法。
［実施態様１４］
　１つ以上のエチレン性不飽和モノマーから誘導される少なくとも２つの繰返し単位を含
むと共に、１つ以上のイソシアネート基を有する少なくとも１種のオリゴマーを、イソシ
アネート基のカルボジイミド化を生じさせるための触媒の存在下に反応させる工程を含む
実施態様１に記載のカルボジイミド化合物または混合物の形成方法。
［実施態様１５］
　前記オリゴマーが、（Ｉ）１つ以上のエチレン性不飽和モノマーの、１つまたは２つの
イソシアネート反応性基を有する連鎖移動剤の存在下でのフリーラジカル重合、および（
ｉｉ）これにより得られた官能基化オリゴマーを、ポリイソシアネート化合物または平均
で少なくとも２つのイソシアネート基を有する混合物と反応させる工程により調製される
、実施態様１４に記載の方法。
［実施態様１６］
　前記官能基化オリゴマーと前記ポリイソシアネート化合物との前記反応が、官能基化オ
リゴマー以外の１つ以上のさらなるイソシアネート反応性化合物との共反応をさらに含む
、実施態様１５に記載の方法。
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